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【緒言】水素化アモルファスカーボン(a-C:H)膜は，高い化学的安定性や優れた表面平滑性を有す

るため，様々な用途に応用されている．a-C:H 膜の腐食特性を評価する手法として，電気化学測

定法が用いられている 1)．本研究グループは，三電極法による電気化学測定法を用いて，a-C:H 膜

の酸性 NaCl水溶液に対する腐食特性の調査および，腐食試験後の表面形態の変化を観察した． 

【実験方法】プラズマ化学気相析出法(PECVD)を用いて Si基板上に a-C:H膜を製膜した．原料で

ある C6H6，H2，Arガスをチャンバに導入して，基材側負バイアスを-0.5 kV印加して製膜した．

電気化学測定には，ポテンショガルバノスタット(Auto lab PGSTAT 302H)に a-C:H 膜を接続し，腐

食溶液として 3.5 wt.% NaCl水溶液(pH2)を使用した．1.0 mV/sの割合で電位を変化させ，150–2500 

mV の範囲で腐食試験を行い，分極曲線を得た．分極曲線に Tafelの式を導入し，腐食電位と腐食

速度を算出した．腐食試験後，電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)によって a-C:H 膜の表面形態

を観察して，FE-SEMに搭載されたエネルギー分散型 X線分析(EDX)によって元素分析を行った． 

【結果と考察】Fig. 1に腐食試験前後の a-C:H膜の表面 SEM像を示す．Fig. 1(a)より腐食試験前の

a-C:H 膜表面上には，10 μm程度の膜剥離が確認された．剥離は，製膜中の基材側負バイアスによ

って生じると考えられる．電気化学測定の結果より，腐食電位

は 213 mV，腐食速度は 2.86 × 10
-6

 mm/yearであった． 製膜し

た a-C:H膜は 3.5 wt.% NaCl水溶液(pH2)に対して高い腐食耐性

を有することがわかる．Fig. 1(b)より腐食試験後の a-C:H 膜は，

表面形態が変化しており，特に 1 μm程度のピットが複数形成

することが確認された．膜表面で活性なイオン(Na
+，Cl

-
)と反

応して局部アノード電流が発生し，局部腐食が進行していると

予想される．また，腐食試験後の EDX スペクトルから，C 由

来のピークと Na，Cl由来のピークが検出された．腐食領域(ピ

ット)と非腐食領域の EDX スペクトルを比較すると，腐食領域

では C ピークの強度が減少する傾向を得た．これより，酸性

NaCl 水溶液によって a-C:H 膜が溶出することでピットが形成

され，わずかに腐食が進行していくと考えられる．  

Fig. 1 Surface FE-SEM images of a-C:H  

film (a) before and, (b) after corrosion test. 
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